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实际知识产权保护、模仿创新与自主创新

代中强
*

  摘要: 现有文献和统计资料无法有效区分我国研发支出是模仿创新导向还是自主创

新导向。本文通过测算省际实际知识产权保护水平, 利用中国省际动态面板数据研究表

明,近年来我国研发支出主要为模仿创新导向。实证研究还发现,实际知识产权保护的提

高将显著降低我国研发支出总量及研发支出占国内生产总值的比重,教育水平的提高对

我国研发支出的影响在统计上并不显著;同时,外商直接投资存量的增加将显著提高我国

研发支出。同时,我们还惊奇地发现,在大国市场效应作用下, 随着我国对外开放程度的

加深以及外商直接投资存量的增加,我国研发将可能被锁定在模仿创新模式上。据此,我

国要突破模仿创新模式锁定, 最终实现模仿创新向自主创新的跨越, 须在加强实际知识产

权保护的同时着力于知识产权反垄断的制度建设。
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一、引言

自主创新已经成为社会各界热切关注的问题。一方面,只有依靠自主创新,才能使我国的外向型经济健

康发展,出口贸易也才能真正突破国外特别是发达国家设置的知识产权壁垒 ¹ ;另一方面, 只有通过自主创

新才能真正提高我国产业层次,优化产业结构,进而彻底解决国内产业所面临的 /专利池 0 ( patent poo ls)问

题。º

创新的重要性毋庸置疑。 Schumper( 1942)认为, 商人为追逐利润, 经常要将新奇的技术应用到实践中

去。著名的 So low剩余被认为是来自技术进步的贡献,而这种技术贡献无法归功于任何一种要素投入的增

加。其后以 Romer( 1990)为代表的新增长理论更是将新技术直接引入到生产函数中去。这些著名经济学家

都认识到创新对一国经济成长的重要性。研发对于发展中国家的重要性也被众多学者的实证研究所证实。

在实证文献中,创新能力通常由研发投入或专利产出来衡量。Furm an等 ( 2002)实证研究表明, OECD国家

中研发能力差异的 90%可以由各国研发投入的多少来解释。那么,究竟何种因素影响企业的研发投入或专
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这是一种新型的非关税壁垒,目前严重影响我国出口贸易。主要依据美国 51930年关税法6第 337条进行调查。根据

美国国际贸易委员会 / 3370案件统计数据库资料显示,从 1975年美国发起第一起 / 3370调查以来至 2009年 12月底, 在共 696

件 / 3370调查案件中,针对中国的案件数量达到 105件,占比 15% , 这些案件中有 90起是 2002年以后发起的, 占全部对华案

件总数的 86. 7%。

介绍一个典型的例子。我国虽然已经成为 DVD的最大生产国和出口国, 但 DVD的核心技术和标准全部为国外企业掌

握。这些国外企业相继组成了若干 /专利池0:包括 6C (由东芝、三菱、日立、松下、JVC、时代华纳公司组成, 以后 IBM 也加入该

联盟,但仍旧习惯称呼为 6C )、3C (由飞利浦、索尼、先锋组成, LG公司后来加入 )、1C (汤姆逊公司 )和 M PEG - LA (为美国

MPEG专利技术管理公司, 目前负责 25个成员的专利许可收费 )等。目前, 中国每生产一部 DVD就要向 6C缴纳 4美元专利

费,向 3C缴纳 3. 5美元专利费, 向 1C缴纳 2美元专利费, 向 MPEG- LA缴纳 2. 5美元专利费。



利产出就成为文献研究的一个重点。国内学者贺京同等 ( 2007)利用经典估计贝叶斯平均 ( BACE )方法实证

得出,本地区试验发展支出、人均国内生产总值 ( GDP)、贸易依存度、邻近地区试验发展支出对专利产出的

解释能力较强。范红忠 ( 2007)提出有效需求规模假说, 认为一国 GDP和人均收入的提高, 会促进一国研发

投入和自主创新能力的提高, 而收入差距的扩大, 会降低一国的研发投入。在其另一篇论文 (范红忠等,

2007)中,又发现国际贸易通过中间投入品渠道对一国自主创新能力有重要影响。与此同时, 竞争因素也引

起大家的关注。平新乔等 ( 2007)利用中国制造业的微观面板数据研究表明,产品市场竞争程度与企业专利

水平之间呈现倒 / U0型结构。同样地,吴延兵 ( 2008)利用中国四位数制造产业数据实证检验发现,市场集中

度与创新强度之间存在倒 / U0型关系,企业规模与创新强度之间呈现出非线性递增关系。

另外一批学者从知识产权制度安排的角度出发, 探讨其对一国创新能力的影响。V arsake lis( 2001)研究

发现一国的文化背景、知识产权保护程度以及经济开放程度与 R&D投资存在相关关系, 知识产权保护程度

的提高对 R&D投资有正的显著性影响。Yang和 Maskus( 2001)利用动态一般均衡模型来探讨知识产权保

护对北方国家创新以及向南方国家技术转移的影响。他们的结论比 He lpman ( 1993 )以及 G lass和 Saggi

( 1995)乐观,即强知识产权保护会提高北方国家专利许可方的租金 (南方国家的消费者剩余 )获取, 同时降

低技术许可的交易成本,并激励北方国家向南方国家技术转移, 长期必然会提升南方国家的技术水平。而

H elpman( 1993)认为,从长期来看,强知识产权保护一方面会导致南方国家企业模仿成本变得高昂, 另一方

面使北方国家的技术在南方国家的适用性大打折扣。G lass和 Sagg i( 1995)认为强知识产权保护会减少北方

国家向南方国家的技术转移。Schneider( 2005)利用选定的 47个发达国家和发展中国家 1970- 1990年间的

面板数据实证发现:知识产权保护水平的提高对于发达国家技术创新的促进效果大于发展中国家。

上述研究对于本文无疑具有重大参考价值, 但是,也存在两个悬而未决的难题:其一,不管是国内学者针

对中国的研究还是国外学者针对发展中国家的研究, 都无法有效区分模仿创新和自主创新。国外文献基本

上将发展中国家的创新限制在模仿创新,无疑否定发展中国家自主创新的存在。国内相关实证文献中,一般

是采用研发投入或专利产出作为自主创新指标。显然,利用研发支出总量作为自主创新的替代变量存在不

合理之处,因为研发支出可能有一部分甚至是相当一部分被用于模仿创新,如果以专利产出作为自主创新指

标相对较为合理。甚至有学者进行跨国研究时利用一国拥有的美国专利商标局 ( USPTO)授权的 /国际 0专

利作为自主创新能力的指标,并认为该指标似乎更为合理 (如范红忠, 2007)。但当我们考虑单个国家的情

况时,数据样本量可能会变得不足。虽然这是一个很好的自主创新替代变量, 但我们仍然无法判断出一国的

研发支出模式,或者说我们无法判断研发支出对自主创新的绩效。其二, 现有文献在引入知识产权保护水平

考察其对创新或研发影响时,忽略了发展中国家知识产权安排的特点。在发展中国家, 其知识产权制度的安

排正是考虑自主创新和模仿创新的权衡 (易先忠等, 2006) ,因此, 这样的权衡必然导致发展中国家的知识产

权制度安排有其自身的特点。在封闭条件下,各国进行知识产权保护的动力来自于国内技术研发主体,他们

需要知识产权法律来赋予其一定的垄断期限,利用其获得的垄断利润补偿研发支出,此时整个社会承担垄断

所导致的社会无谓损失。但是在开放条件下,对于发展中国家而言, 加强知识产权保护除了给本国研发的技

术所有者赋予垄断地位外,外商直接投资 ( FD I)所带来的外国先进技术同样也受到垄断保护;而且一般情况

下, 后者获得的垄断利益更多。在发展中国家微观主体普遍缺乏自主创新能力的情况下,强知识产权保护会

增加其模仿的成本; 因此, 在发展中国家, 知识产权制度变迁可能缺乏自下而上的力量支持。代中强等

( 2009)针对我国的实证发现,内外部对于知识产权保护的不同态度使得我国对知识产权保护表现出这样一

个特点:强名义保护与弱实际保护。这样的制度安排特点将使得传统的衡量各国知识产权保护水平的指数

无法准确反映发展中国家的实际知识产权保护水平。因为这些传统指数主要是根据各国知识产权法律制度

安排进行评分而得,较少考虑知识产权执法问题。¹ 因此在针对我国的实证研究过程中, 有必要将我国知识

产权制度安排的这一特点考虑进来,并在此基础上研究其对我国模仿创新和自主创新的影响。本文的研究
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¹ 比较具有代表性且引用率较高的是 G inarte和 Park( 1997)创设的知识产权保护强度测评指标, 该指标以各国专利保护

的法律和法规为依据,设定专利覆盖范围、参加知识产权国际条约的情况、侵害专利的限制、执法措施以及保护期限五大指

标;共含有 17个子指标,通过各子指标的得分得到大指标的得分 ,然后将各大指标相加得到各国相关年份的知识产权保护指

数。



目的就是要辨析出中国目前的研发支出是模仿创新导向的还是自主创新导向的。后面内容安排如下: 第二

部分为本文的理论基础和模型假定;第三部分为数据来源和统计性描述, 并根据第二部分理论分析进行计量

模型设定;第四部分利用动态面板数据的差分估计和系统 GMM 估计进行实证分析, 并对模型假说进行验

证; 第五部分为本文的结论和启示。

二、理论分析与模型假定

(一 )理论模型

假定本国为发展中国家,为简化起见,该国某一行业中存在一个本土自主创新企业 M和本土模仿企业

H, 两个企业生产的产品相同且对消费者而言不存在任何差异。本土模仿企业的技术来源于对本土创新企

业或者国外公司同类产品的 /反向工程 0实验。¹ 很明显,这种技术进步的获取成本明显低于自主研发的成

本。同时假定本国个体消费者对产品的需求函数为:

p = a - bq ( 1)

由于该发展中国家消费者数量为 n,根据个体消费者函数加总求得该国对该产品的需求函数为:

p = a -
b
n
Q ( 2)

1.对知识产权的完全充分保护

假设该发展中国家对知识产权实施完全保护,即市场上国内其他厂商一旦模仿 M公司专利技术将受到

严惩。因此,本土自主创新 M公司将完全垄断本国市场。同时,我们假定 M公司的边际成本为 cM , 为保持

模型可解,要求 a > cM。则 M公司利润函数为:

PM = ( pM - cM )QM = ( a -
b
n
QM - cM )QM ( 3)

由 (3)式知,利润函数最大化的一阶条件为:

5PM
5QM

= a - cM -
2b

n
QM = 0 ( 4)

则完全知识产权保护情况下 M公司的垄断均衡产量和价格分别为:

QM =
n ( a- cM )

2b
( 5)

pM =
a+ cM

2
( 6)

将 (5)式和 ( 6)式代入 ( 3)式得该厂商的垄断利润为:

PM =
n ( a - cM )

2

4b
( 7)

2.本国对知识产权实施不完全保护

如果本国对知识产权实施不完全保护, 意味着该国本土模仿企业可以进行成本相对较低的模仿。一国

知识产权保护水平越低,模仿企业被查处侵权的概率也越低,因此其模仿成本越低。据此, 我们将知识产权

保护内化到本土企业的生产成本中。假定本国自主创新厂商 M 和模仿厂商 H 的边际生产成本分别为

cM ( E)和 cH (E), E为本国知识产权保护程度。随着知识产权保护水平的提高, 惩罚概率的提高将增加国内

模仿企业 H的边际生产成本,同时完善的知识产权保护将降低自主创新 M公司打假等相关成本,从而降低

其边际成本。因此,
5cH ( E)
5E

> 0,
5cM ( E)
5E

< 0。同时为保持模型可解,要求 a > cM ( E)且 a > cH (E)。

由于本土创新公司是一个行业中技术领先的公司,在本国市场中具有领导者的特征,因此本文利用厂商

领导模型 ) ) ) 斯塔克博格 ( S tacke lberg)模型进行分析。拥有先进专利技术的 M公司首先宣布产量计划,成

为产量博弈中的领导者, 而随后跟进的国内模仿竞争厂商 H进行产量决策,其为追随者。领导厂商制定产
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¹ 类似W ang等 ( 2004) ,许多文献从市场结构角度出发探讨最优专利许可合同对企业创新、福利的影响。本文出于简化

的目的,并没有考虑专利许可问题。



量计划时会考虑到自己做出产量计划后所产生的追随者企业的产量反应函数,这就要求领导型企业是在估

计到追随型企业的反应函数的基础上做出有利于自身利益最大化的产量决策。

假定领导厂商 M公司和跟随厂商 H公司的产量为 Q cM和 QH , H的利润函数为:

PH = (pc- cH ( E) )QH = [ a -
b

n
(QcM + QH ) - cH ( E) ]QH ( 8)

由利润最大化的一阶条件求得 H厂商的反应函数为:

QH =
an - ncH ( E) - bQ cM

2b
( 9)

则 M公司的利润函数为:

PcM = ( pc- cM (E) )Q cM = [ a -
b

n
(Q cM + QH ) - cM ( E) ]Q cM (10)

将 (9)式代入 (10)式, 根据利润最大化的条件求得 M公司的产量为:

Q cM =
a( 2- n) + ncH (E) - 2ncM ( E)

2b
(11)

因此,模仿厂商 H的产量为:

QH =
( 3n- 2) a+ 2ncM ( E) - 3ncH ( E)

4b
(12)

根据
5cH (E)

5E
> 0,

5cM ( E)

5E
< 0, 由 (11)式和 ( 12)式求 Q关于 E的导数可得:

5Q cM
5E

=
n
5cH (E)
5E - 2n

5cM (E)
5E

2b
> 0 (13)

5QH

5E
=
2n

5cM (E)
5E - 3n

5cH ( E)
5E

4b
< 0 (14)

即本国自主创新企业 M的产量将随知识产权保护水平的提高而提高,而本国模仿创新企业 H的产量将

随知识产权保护水平的提高而减少。

将 (11)、(12)式代入 ( 2)式可得国内市场价格为:

pc=
a( 3n- 2) + ncH ( E) + 2ncM (E)

4n
(15)

5pc
5E=

ccH ( E) + 2ccM ( E)
4

(16)

由于
5cH (E)
5E

> 0,而
5cM (E)
5E

< 0。一般情况下,知识产权保护水平提高将导致模仿企业 H边际成本上升,

并且其上升幅度将远远高于自主创新企业 M的边际成本下降幅度。这是因为,由知识产权保护的加强而伴

随的强大的惩罚机制将大幅增加模仿企业的成本,但对于创新企业而言, 只是相对减少较少的打假成本。因

此, 存在
5cH (E)
5E

m
5cM (E)
5E

, 据此可以判断本国的市场价格随着知识产权保护水平的提高而上升。

将 (11)、(12)式代入 ( 8)式和 ( 10)式得到自主创新 M公司和模仿创新 H公司所获利润分别为:

PcM =
(3n- 2) a + ncH (E) - 2ncM ( E)

4n

( 2- n) a + ncH (E) - 2ncM ( E)
2b

(17)

PH =
[ ( 3n- 2) a+ 2ncM ( E) - 3ncH ( E) ]

2

4n
(18)

同样地,由于
5cH (E)
5E

m
5cM (E)
5E

, 且
5cH ( E)
5E

> 0,
5cM ( E)
5E

< 0, 所以当知识产权保护水平提高时, 本土自

主创新的利润额 PcM增加,而模仿企业利润额 PH 减少; 反之,若知识产权保护水平弱化,则本土自主创新企

业的利润减少,而模仿企业的利润增加。因此,弱知识产权保护将降低自主创新企业研发的动力,提高企业
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的模仿创新动力。

(二 )模型假定

前面理论分析表明,加强知识产权保护将提高通过 /反向工程 0方法模仿创新被惩罚的概率, 其实质是

提高了模仿创新的成本,从而将降低企业模仿创新的动机。另一方面,实际知识产权保护加强将提高侵权惩

罚概率和力度,因此自主创新的未来预期收益将大大提高,这样能够较快地回收研发成本。据此,加强知识

产权保护将推动该国企业的自主创新。

假定 1: 如果一国的研发支出偏向于模仿创新, 则实际知识产权保护的加强会对模仿创新研发产生负面

影响;而如果一国的研发支出偏向于自主创新,则实际知识产权保护的加强会对自主创新产生正面影响。

许多文献都指出人力资本对于一国研发的重要性,但这些文献并没有区分人力资本对模仿创新和自主

创新的影响。人力资本一般由教育水平或人口中接受高等教育的比重来衡量。对于发展中国家而言, 人口

中接受高等教育的比例越高,则该国人力资本拥有量越高,该国吸收技术的能力也就越强。但对于模仿创新

而言,一些中低端技术只需要具有基本教育水平的人就可掌握, 熟练工人是模仿创新的主体。而一些高端技

术, 跨国公司一般会采取相关措施对其进行保护,其外溢的可能性较小,故模仿成功的可能性也较低。当然,

发展中国家要实现从模仿创新向自主创新的转变,高质量的人力资本是必要条件。

假定 2:如果一国的研发支出偏向于模仿创新,则人力资本拥有量超过较低的临界点后, 人力资本拥有

量的进一步提高将对模仿创新的支出不产生影响;如果一国的研发支出偏向于自主创新,则越高的人力资本

拥有量将增加该国自主创新研发支出。

发展中国家在吸引外商直接投资促进经济发展的同时,也通过示范与模仿效应、产业关联效应以及培训

人力资本效应促进了内资企业的技术进步。这也为众多国内学者的实证研究所证实, 如何洁 ( 2000)、沈坤

荣等 ( 2001)、蒋殿春等 ( 2005)、赖明勇等 ( 2005)。实际上,这种技术进步有可能是内资企业通过投入一定的

研发资源模仿创新而获得的。当然理论上我们并不排除内资企业在外资企业强大竞争的基础上寻求自主创

新; 还有部分外资配套的内资厂商由于产业关联作用,在严格的技术要求下可能会寻求自主创新。就外商直

接投资本身而言,其技术外溢作用可以促进内资企业的模仿创新,也由于其竞争效应和产业关联效应促进内

资企业的自主创新。

假定 3: 发展中国家外商直接投资存量的增加将显著提高该国研发支出,不管该国的研发是偏向模仿创

新还是偏向自主创新。

改革开放以来,我国对外进出口贸易快速增长。进出口贸易总额从改革开放之初 1978年的 206. 4亿美

元激增至 2008年的 25 612亿美元, 30年间增长约 123倍。 Chen和 Pu tt itanun( 2005)认为, 更多的进出口贸

易意味着一个国家更有可能接触先进的国外技术,进口到发达国家的内含先进技术的产品,发展中国家企业

可以进行 /反向工程 0研发,破解其中的部分或全部技术以提升其技术水平。当然,大量的出口贸易也意味

着我们面临着强大的国际竞争, 竞争压力也会迫使企业不断提升技术水平。例如 B lacock和 Gertler( 2004)

利用印度尼西亚制造业层面的公司数据研究发现通过出口学习也会发生技术溢出,而国内公司更有可能从

模仿中提高其技术水平,因此出口可以不同程度地提高劳动生产率。

假定 4: 进出口贸易可以通过进口的 /反向工程 0和出口竞争引致企业开展研发活动。因此我们假定,进

出口贸易的扩张可以有效地促进一国研发支出增加。

一些学者支持创新活动的需求拉动说, 如范红忠 ( 2007)认为,一国的需求规模通过产业分工与协作、市

场结构、产业集群的微观创新环境对创新活动产生长期的影响。很明显,当一国经济规模越大时,其国民收

入自然也越高,居民对高质量、高技术含量的产品需求欲望也越高,新产品也就有了固定的市场,这样企业开

发这些新产品所耗费的研发支出才能够较快收回。对于中国而言,改革开放以来,其 GDP已经由 1978年的

3 645. 2亿元增加到 2008年的302 853. 4亿元,人均 GDP已经达到 3 268美元¹ , 整体进入中等发展中国家水

平, 而且我国经济相对发达的长三角、珠三角和环渤海经济圈的人均 GDP更高。

假定 5:一国或地区的经济规模越大, 高质量和高技术含量的产品越有市场, 可预期的收益将刺激当地

企业的研发投入。因此我们假定, 一国或地区的人均 GDP将对其研发支出产生正的影响。
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三、数据与模型设定

本文的被解释变量为研发支出 rd和研发支出占 GDP的比重 rdi,研发支出数据来源于各相关年度 5中国

科技统计年鉴 6,所有数据均经过 GDP平减指数处理, 基期为 2000年。本文采用两个被解释变量基于两点

考虑:其一,模型的稳健性。如果两个指标的回归方程中, 各相关系数的符号和显著性没有太大变化,则可以

说明模型是稳健的。其二,许多文献利用研发支出比例作为被解释变量, 因此无法得知需求对研发支出的影

响, 如果将其直接放入回归方程中又会引起共线性的问题。如果直接利用研发支出作为被解释变量,可以得

到这一变量的影响系数。

接下来,需要对实际知识产权水平进行测算。考虑数据的可得性,为有效测度我国实际知识产权保护程

度, 我们利用 2001- 2007年度5中国知识产权年鉴 6中专利执法、专利申请和专利授权的数据, 构建了两个

指标来测算知识产权实际保护程度:分别是以专利侵权案件占专利申请比重衡量的知识产权实际保护指数

和以专利侵权数量占专利授权比重衡量的知识产权实际保护指数。¹ 其计算公式为:

ap index=

crim ei, t

apcountry t

m ax
crim ei, t

ap countryt

(19)

adindex=

crim ei, t

adcountryt

m ax
crim ei, t

adcountryt

(20)

公式 ( 19)、( 20)中, ap index和 adindex分别代表以专利侵权案件占专利申请量比重和以专利侵权案件

占专利授权比重来衡量的知识产权实际保护指数。脚标 i、t分别代表省份和年度,本文中省份包括除港、

澳、台及西藏以外的全国其他 30个省 (市、自治区 ),年份区间为 2001- 2007年。 crim ei, t代表各地区各年度

专利侵权案件数量的总和, 包括专利侵权纠纷、冒充专利、假冒专利和其他专利纠纷。ap countryt 和

adcountryt分别代表各年度中国的专利申请和专利授权数量。max
crim ei, t

apcountry t

代表各年度各地区中专利侵权

数量与当年全国专利申请量比值的最大值, max
crim ei, t

adcountry t

代表各年度各地区中专利侵权数量与当年全国专

利授权数量比值的最大值。之所以在分母采用全国的申请或授权数量, 是因为我们假定当年申请或授权的

专利被侵权的概率是等同的,而且理论上这些专利可以在任何一个省份被侵权,但是实际知识产权保护严格

的省份,其侵权案件占专利申请或专利授权的比重就低;反之,其比重就高。

教育变量 edu,由各省份各年度大专以上文化程度人口占当年该地区总人口的百分比代表。实际人均

国内生产总值 realp ergdp, 以 GDP平减指数 ( 2000年为基期 )对各省份名义 GDP进行平减处理而得。实际外

商直接投资存量 refdistock, 以美国消费品价格指数 (2000年为基期 )进行平减处理而得, 考虑到针对外资企

业的技术模仿和技术创新时滞效应,本文利用外商直接投资存量滞后 1期: lagrefdistock。实际进出口贸易量

realtrad e,以美国消费品价格指数 ( 2000年为基期 )进行平减处理而得。上面四个变量的数据来源于各相关

年度 5中国统计年鉴 6。

根据前面理论分析,本文的实证模型设定如下:

Yit = E BX k, it + E rjy earj + ai + Eit (21)

  ( 21)式中, 下标 k代表模型中解释变量个数,下标 i和 t分别代表省份和时间。如果被解释变量为研发
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¹ 中国知识产权保护具有 /强名义保护, 弱实际保护0的特点。在这样的背景下,中国各省份的知识产权保护普遍存在着

执法不严的情况,大量侵权现象和执法相对不严的现象并存。在侵权现象比较普遍的情况下, 若某个省份加强执法, 则被查

处的专利侵权案件数量增加,知识产权实际保护得分就高;而弱化执法, 被查处的专利侵权案件数量减少,相应的知识产权实

际保护得分就低。感谢匿名审稿人的宝贵意见。



支出,则解释变量为滞后 1期的研发支出、实际知识产权保护水平、滞后 1期的人均实际 GDP¹、实际进出口

贸易额、滞后 1期的外商直接投资存量º、教育水平以及各年度虚拟变量。该模型中除知识产权保护水平以

及年度虚拟变量外,其他变量均采取对数形式。如果被解释变量为研发支出比例,则解释变量为滞后 1期的

研发支出比例、实际知识产权保护水平、实际进出口贸易额、滞后 1期的外商直接投资存量、教育水平以及各

年度虚拟变量。该模型中除研发支出比例、知识产权保护水平以及年度虚拟变量外,其他变量均采取对数形

式。a i代表与各省份相关的、时间上恒定的未观测因素, Eit代表模型的随机扰动项。模型中都包含有被解释

变量的滞后 1期,其原因在于:由于政府非常重视创新,一些地方政府甚至在官员考核中列入各年度科技研

发投入总量和增长率指标,地方政府也因此采取各种措施来增加本地研发的投入。为反映这种政策制度效

应, 模型中引入了被解释变量的滞后 1期。

各变量的描述性统计如表 1所示; 根据模型假设, 各变量的回归预期符号如表 2所示。

表 1   变量的描述性统计
变量 均值 标准差 最小值 最大值

rd

overall

betw een

w ithin

71. 5692

91. 7745 0. 85 505. 387

81. 1816 1. 6646 326. 3939

44. 9589 - 83. 6546 270. 3153

rd i

overall

betw een

w ithin

1. 0583

0. 9807 0. 1557 6. 0151

0. 9816 0. 1971 5. 4116

0. 1609 0. 6342 1. 6618

ap index

overall

betw een

w ithin

0. 0822

0. 1394 0 1

0. 1089 0. 0024 0. 4947

0. 0899 - 0. 3954 0. 5875

adindex

overall

betw een

w ithin

0. 0882

0. 1456 0 1

0. 1156 0. 0026 0. 5253

0. 0907 - 0. 4208 0. 5629

lnrealtrade

overall

betw een

w ithin

13. 6667

1. 687 9. 8708 17. 8706

1. 6485 10. 4913 17. 2805

0. 4542 12. 6315 14. 649

lnedu

overall

betw een

w ithin

1. 7173

0. 5061 0. 6034 3. 4054

0. 4624 1. 026 3. 1502

0. 2201 1. 1164 2. 2134

lnrealpergdp

overall

betw een

w ithin

9. 2817

0. 5905 7. 9707 10. 9105

0. 5503 8. 2275 10. 7095

0. 2234 8. 8349 9. 87

lnlagrefdistock

overall

betw een

w ithin

4. 9593

1. 4191 1. 7811 7. 9547

1. 4069 2. 082 7. 7874

0. 3022 4. 032 5. 9191

  表 2 各变量预期符号

变量 预期符号 变量 预期符号

ap index 模仿创新 (- ) 自主创新 (+ ) ad index 模仿创新 (- ) 自主创新 (+ )

lnedu 模仿创新 (没有影响 )  自主创新 (+ ) l. lnrealp ergdp (+ )

l. lnrd + lnrealtrade +

l. rd i + lnlagrefd istock +

  注: l. lnrd、l. rd i、l. lnrealpergdp分别代表对数研发支出滞后 1期、研发支出比例滞后 1期、对数人均 GDP滞后 1期。

四、实证结果讨论

(一 )面板数据单位根检验

为避免面板数据伪回归的问题,我们需要对各变量进行单位根检验。考虑到本文的时间跨度比较短,检
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¹

º

之所以选择人均 GDP的 1期滞后而不是当期值作解释变量, 是考虑到当期研发支出经费安排主要来自于上期的积累。

如果上期经济增长快,积累多,则当期研发经费支出就可能并有能力安排得更多。

学习模仿外资带来的先进技术需要时间, 因此,我们利用外资存量的滞后 1期作为解释变量。



验同时采取了目前常用的 4种方法: LLC检验、IPS检验、Fisher- ADF检验和 F isher- PP检验。这些常用方

法的工作原理如下:

设定面板数据的一阶自回归方程为:

Yit = QiYit- 1 + CiX it + v it (22)

( 22)式中, 下标 i和 t分别代表面板的个体和时间, X it为模型的外生变量, vit为随机误差, Qi为自回归系

数, 它是判断变量是否平稳的依据。若 |Qi | < 1,则说明变量 Y是平稳的,反之, 如果 |Qi | = 1,则 Y非平稳,说

明其含有单位根。各面板数据变量的单位根检验结果如表 3所示。

表 3   各变量单位根检验的结果
变量 LLC检验 IPS检验 F ishe r- ADF检验 F ishe r- pp检验

lnrd
- 69. 03
( 0. 0000)

- 9. 728
(0. 0000)

431. 1581
( 0. 0000)

228. 0691
( 0. 0000)

rd i - 6. 982
( 0. 0000)

- 10. 181
(0. 0000)

324. 0354
( 0. 0000)

169. 331
( 0. 0000)

ap index
- 40. 144
( 0. 0000)

- 3. 417
(0. 0000)

90. 2999
( 0. 0000)

436. 5543
( 0. 0000)

adindex - 39. 21
( 0. 0000)

- 2. 872
( 0. 001)

149. 3048
( 0. 0000)

242. 9428
( 0. 0000)

lnrealtrade
- 58. 918
( 0. 0000)

- 10. 002
(0. 0000)

331. 5739
( 0. 0000)

177. 2791
( 0. 0000)

lnlagrefdistock - 17. 948
( 0. 0000)

- 2. 469
(0. 0000)

130. 1767
( 0. 0000)

179. 4915
( 0. 0000)

lnedu - 31. 007
( 0. 0000)

- 4. 223
(0. 0000)

252. 6106
( 0. 0000)

294. 1839
( 0. 0000)

lnrealpergdp
- 56. 181
( 0. 0000)

- 2. 561
( 0. 039)

137. 0568
( 0. 0000)

467. 7498
( 0. 0000)

  注:零假设是变量有单位根,括号中的数值为接受零假设的概率。

表 3检验结果显示, 各变量单位根检验结果都拒绝存在单位根的原假设。因此,我们认为这些变量都是

平稳的,自然就不存在伪回归问题。

(二 )计量方法选择

本文采用的面板数据模型中包含被解释变量的滞后 1期,属于动态面板模型。由于无法消除滞后被解

释变量与误差项之间的相关性,故固定效应和随机效应的估计是有偏的。为了解决由于宏观数据所带来的

内生性问题,而且要控制动态模型中的随机干扰性的序列相关性问题,我们采用了广义矩估计 ( GMM )方法。

本文汇报了一阶差分 GMM ( DIF - GMM )和系统 GMM ( SYS - GMM )估计结果。一阶差分 GMM 估计由

A rellano和 Bond( 1991)提出,可以用来消除面板数据的个体效应,但同时也去掉了不随时间变化的解释变

量, 而且由于差分样本量的数量会减少,在小样本情况下,这个估计的有效性将值得怀疑。A rellano和 Bover

( 1995)针对这一情况进一步提出了系统 GMM估计方法, 以包含变量水平值的原估计方程与进行了一阶差

分后的方程同时进行估计,与仅以一阶差分方程为基础的 GMM 估计结果相比,系统 GMM估计的结果在统

计上更加有效。回归结果中报告了过度工具识别检验 ) ) ) Sargan检验和残差的时间序列检验,以保证 GMM

方法在统计意义上的一致性。所有一阶差分 GMM和系统 GMM估计都采用 tw o- step回归法。 Sargan检验

表明本文工具变量的选择是合理的;同时残差的时间序列检验结果表明残差均不存在二阶自相关。另外,本

文还给出了固定效应的估计结果。根据以上估计结果,下面作进一步说明。

(三 )回归结果分析与比较

表 4和表 5的回归都是把研发支出经费作为被解释变量,不同的是表 4(表 6也如此 )中的知识产权实

际保护是利用专利侵权案件占专利申请比重来核算的,而表 5(表 7也如此 )的知识产权实际保护是利用专

利侵权案件占专利授权比重来计算的。出于模型稳健性考虑,表 6和表 7将研发支出比例设定为被解释变

量, 同时考虑到可能存在的多重共线性问题,将实际人均 GDP排除在解释变量之外。我们发现,表 6、表 7的

回归系数符号基本与表 4、表 5的一致, 说明模型的稳健性良好。为简单起见, 采用以专利侵权案件占专利

申请比例测算实际知识产权保护程度的表 4和表 6进行说明,并以含有虚拟变量的 SYS- GMM估计结果进

行分析。
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表 4   基于研发支出经费的回归结果 (一 )

FE DIF- GMM SYS- GMM DIF- GMM SYS- GMM

l. lnrd 0. 4165***

(6. 52)
0. 4253***

( 7. 31)
0. 233***

( 6. 93)
0. 2307***

( 3. 06)
0. 4236***

( 9. 19)

ap index - 0. 143
( - 1. 58)

- 0. 1837***

( - 13. 90)
- 0. 1902*

( - 1. 68)
- 0. 1822***

( - 4. 30)
- 0. 2605***

( - 2. 82)

l. lnrealp ergdp 0. 4955***

(4. 78)
0. 5448***

( 7. 95)
0. 8087***

( 9. 74)
0. 4712***

( 3. 83)
0. 4658***

( 4. 79)

lnrealtrade 0. 2491***

(4. 70)
0. 2294***

( 9. 36)
0. 2491***

( 10. 90)
0. 2084***

( 3. 63)
0. 1883***

( 3. 65)

lnlagrefd ist 0. 1033***

(2. 70)
0. 0742***

( 4. 91)
0. 1432***

( 2. 94)
0. 1038***

( 6. 20)
0. 167**

( 2. 11)

lnedu - 0. 0492
( - 1. 06)

- 0. 0447***

( - 2. 85)
- 0. 0501***

( - 3. 12)
- 0. 0294**

( - 2. 04)
- 0. 0332
( - 1. 26)

y ear2003 0. 0492**

( 2. 11)
- 0. 0184*

( - 1. 73)

y ear2004 0. 1013***

( 2. 57)
0. 0009
( 0. 06)

y ear2005 0. 1608***

( 2. 84)
0. 006
( 0. 73)

y ear2006 0. 2187***

( 2. 95)
0. 0136
( 1. 53)

y ear2007 0. 255***

( 2. 76)

constant - 6. 235***

( - 7. 72)
- 6. 2636***

( - 8. 44)
- 8. 6724***

( - 14. 26)
- 4. 959***

( - 4. 97)
- 5. 4482***

( - 8. 21)

w a ld /F 489. 07 60206. 59 20475. 44 14676. 31 23858. 04

n 180 150 180 150 180

am1
- 2. 3788
( 0. 0174)

- 2. 3335
( 0. 0196)

- 2. 0229
( 0. 0431)

- 2. 4501
( 0. 0143)

am2 1. 3136
( 0. 189)

0. 9197
( 0. 3577)

1. 3274
( 0. 1844)

1. 5228
( 0. 1278)

sargan test 22. 3715
(0. 937)

24. 2176
( 0. 8364)

23. 8928
( 0. 9016)

23. 3371
(0. 8937)

  注: ( 1)此处被解释变量为对数当期研发支出; ( 2)* 、** 、*** 分别表示在 10%、5%、1%的水平下显著; ( 3) w a ld /F值是

指对于 FE模型而言是 F值, 而对于 D IF- GMM和 D IF- GMM而言是W ald值; ( 4) am1和 am 2为一阶和二阶序列相关检验,

括号内的值为相伴概率。

表 5   基于研发支出经费的回归结果 (二 )

FE DIF- GMM SYS- GMM DIF- GMM SYS- GMM

l. lnrd 0. 418***

(6. 55)
0. 4326***

( 7. 75)
0. 2348***

( 7. 68)
0. 2961***

( 4. 31)
0. 4226***

( 9. 41)

adindex
- 0. 1305
( - 1. 47)

- 0. 1806***

( - 11. 08)
- 0. 1392**

( - 1. 96)
- 0. 1461***

( - 3. 54)
- 0. 3135***

( - 3. 40)

l. lnrealp ergdp 0. 497***

(4. 79)
0. 5595***

( 8. 08)
0. 8301***

( 10. 23)
0. 4989***

( 4. 84)
0. 5128***

( 4. 57)

lnrealtrade 0. 2494***

(4. 69)
0. 2221***

( 8. 87)
0. 2525***

( 9. 55)
0. 1297***

( 2. 69)
0. 1691***

( 3. 19)

lnlagrefd ist 0. 1035***

(2. 70)
0. 0722***

( 5. 12)
0. 1337***

( 2. 97)
0. 0845***

( 5. 78)
0. 1587**

( 2. 37)

lnedu
- 0. 0519
( - 1. 12)

- 0. 0517***

( - 3. 48)
- 0. 0634***

( - 3. 33)
- 0. 0074
( - 0. 43)

- 0. 0257
( - 1. 01)

y ear2003 0. 0477**

( 2. 25)
- 0. 0049
( - 0. 32)

y ear2004
0. 0961**

( 2. 52)
0. 0058
( 0. 36)

y ear2005 0. 1681***

( 3. 09)
0. 02

( 1. 90* )

y ear2006 0. 223***

( 3. 07)
0. 0166***

( 1. 96)

y ear2007 0. 2609***

( 2. 87)

constant - 6. 2542***

( - 7. 74)
- 6. 3241***

( - 8. 79)
- 8. 8569***

( - 15. 78)
- 4. 2884***

( - 3. 95)
- 5. 5778***

( - 8. 17)

w ald /F 487. 96 28388. 51 14219. 14 23356. 68 37964. 20

n 180 150 180 150 180
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续表 5   基于研发支出经费的回归结果 (二 )

FE DIF- GMM SYS- GMM DIF- GMM SYS- GMM

am1 - 2. 4006
( 0. 0164)

- 2. 359
( 0. 0183)

- 2. 0597
( 0. 0394)

- 2. 2829
( 0. 0224)

am2 1. 2972
( 0. 1946)

0. 9427
( 0. 3458)

1. 4039
( 0. 1604)

1. 3378
( 0. 181)

sargan test
22. 4109
( 0. 9362)

24. 0044
( 0. 8443)

19. 5888
( 0. 9772)

21. 5541
( 0. 9371)

  注:同表 4。

表 6   基于研发支出比例的回归结果 (一 )

FE DIF- GMM SYS- GMM DIF- GMM SYS- GMM

l. rdi 0. 4921***

(8. 33)
0. 2215***

(16. 57)
0. 3986***

( 6. 43)
0. 4408***

( 16. 91)
0. 5971***

( 5. 21)

ap index - 0. 1221
( - 1. 30)

- 0. 1977***

( - 5. 58)
- 0. 2016***

( - 3. 22)
- 0. 3517**

( - 2. 44)
- 0. 2851***

( - 7. 32)

lnrealtrade 0. 085***

(2. 71)
0. 0795***

( 3. 66)
0. 0778***

( 3. 95)
0. 1233***

( 4. 03)
0. 0249
( 1. 25)

lnlagrefd ist
0. 0236
(0. 60)

0. 1114**

( 2. 36)
0. 0793**

( 2. 44)
0. 0502*

( 1. 69)
0. 0456
( 0. 90)

lnedu
- 0. 0077
( - 0. 16)

0. 0889***

( 4. 46)
- 0. 0425***

( - 2. 37)
0. 0174
( 0. 51)

- 0. 0354
( - 1. 06)

y ear2003 - 0. 0304*

( - 1. 95)
0. 0002
( 0. 02)

y ear2004
- 0. 0378
( - 1. 57)

0. 0028
( 0. 42)

y ear2005
- 0. 0269
( - 0. 83)

0. 021***

( 3. 91)

y ear2006 - 0. 0407
( - 0. 97)

0. 0248***

( 3. 77)

y ear2007
- 0. 0758
( - 1. 60)

constant - 0. 6948**

( - 2. 25)
- 0. 9522***

( - 7. 02)
- 0. 7433***

( - 4. 42)
- 1. 3371***

( - 3. 51)
- 0. 073
( - 0. 52)

w a ld /F 40. 36 1884. 43 1823. 80 1670. 83 8307. 04

n 180 150 180 150 180

am1 - 1. 0591
( 0. 2895)

- 1. 6218
( 0. 1049)

- 1. 8406
( 0. 0657)

- 2. 2867
( 0. 0222)

am2
0. 98

( 0. 3271)
1. 1409

( 0. 2539)
1. 1249

( 0. 2606)
1. 1127
( 0. 2658)

sargan test
28. 2654
( 0. 9971)

22. 6715
( 0. 9691)

17. 4191
( 1. 0000)

19. 9491
( 0. 9901)

  注: ( 1)此处被解释变量为当期研发支出比例; ( 2)* 、** 、*** 分别表示在 10%、5%、1%的水平下显著; ( 3) w a ld /F值是

指对于 FE模型而言是 F值, 而对于 D IF- GMM和 D IF- GMM而言是W ald值; ( 4) am1和 am 2为一阶和二阶序列相关检验,

括号内的值为相伴概率。

表 7   基于研发支出比例的回归结果 (二 )

FE DIF- GMM SYS- GMM DIF- GMM SYS- GMM

l. rdi 0. 4923***

(8. 33)
0. 2302***

(18. 24)
0. 2437***

( 18. 86)
0. 489***

( 13. 25)
0. 4848***

(23. 53)

adindex
- 0. 1087
( - 1. 18)

- 0. 217***

( - 2. 85)
- 0. 1953***

( - 2. 32)
- 0. 4362***

( - 3. 05)
- 0. 3762***

( - 2. 79)

lnrealtrade 0. 0869***

(2. 79)
0. 0966***

( 4. 72)
0. 1099***

( 5. 34)
0. 112**

( 2. 41)
0. 0315
( 1. 49)

lnlagrefd ist 0. 0243
(0. 62)

0. 0794*

( 1. 86)
0. 069**

( 2. 40)
0. 1132**

( 2. 18)
0. 0606***

( 3. 17)

lnedu
- 0. 0099
( - 0. 20)

0. 0813***

( 3. 54)
0. 0346
( 0. 89)

0. 0423
( 1. 04)

- 0. 011
( - 0. 60)

y ear2003 - 0. 0328**

( - 2. 03)
- 0. 0157*

( - 1. 80)

y ear2004 - 0. 0553*

( - 1. 82)
0. 0065
( 1. 02)

y ear2005
- 0. 0399
( - 1. 09)

0. 0234***

( 2. 78)

y ear2006 - 0. 0742
( - 1. 54)

0. 018***

( 3. 77)
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续表 7   基于研发支出比例的回归结果 (二 )

FE DIF- GMM SYS- GMM DIF- GMM SYS- GMM

y ear2007 - 0. 1263**

( - 2. 12)

constant - 0. 7207**

( - 2. 36)
- 1. 0216***

( - 8. 52)
- 1. 1234***

( - 7. 26)
- 1. 6016***

( 2. 91)
- 0. 1684
( - 0. 58)

w a ld /F 40. 22 1760. 85 3818. 91 1848. 71 4364. 69

n 180 150 180 150 180

am1 - 1. 1031
( 0. 27)

- 1. 0461
( 0. 2955)

- 1. 8971
( 0. 0578)

- 2. 0436
( 0. 041)

am2 0. 8341
( 0. 4042)

0. 9589
( 0. 3376)

1. 1251
( 0. 2606)

1. 1919
( 0. 2333)

sargan test
27. 0348
( 0. 9984)

24. 1444
( 0. 9999)

16. 2084
( 1. 0000)

17. 1011
( 1. 0000)

  注:同表 6。

1.表 4的实证结果显示, 前期研发支出有效地促进了后期的研发行为,这与我们的预期一致。前期研发

支出平均每增加 1个百分点, 将使后期研发支出增加 0. 4236个百分点。由于中央政府一直希望通过扩大研

发支出来实现我国自主创新的突破,因此研发支出数量及比重在官员政绩考核中的重要性不言而喻,为保障

后期的研发支出超过前期的研发支出, 各级政府都相继出台一些科技研发投入的激励政策。¹ 同样地,表 6

的结果显示,某地区前期研发支出比例提高 1个百分点, 可以促进该地后期研发支出比例增加 0. 5971个百

分点。

2.由表 4可得, 一个地区实际知识产权保护的加强对该地区的研发支出产生负的显著性影响。 SYS-

GMM回归结果显示, 实际知识产权保护程度每提高 1个单位, 则导致研发支出减少约 30%。º 如前面我们

分析指出的那样,知识产权实际保护的加强弱化研发支出的结论表明,中国的研发支出基本上是模仿创新导

向的。由于是模仿创新,当实际知识产权保护水平提高时, 其模仿创新被认定侵权并被查处的概率也将增

加, 理性的厂商将选择减少研发支出。同样地,表 6的结果显示, 知识产权实际保护程度的提高显著地降低

了当地的研发支出比例。实际知识产权保护程度每提高 1个单位,研发支出比例降低 0. 2851个百分点,这

再一次验证了我国的研发支出主要为模仿创新导向的假说,一旦知识产权保护加强,这种模仿创新的成本将

大幅增加,所以此类研发支出也将出现下降。

3.人均实际 GDP的增加将增加当地研发支出, 这与模型预期一致。表 4的回归结果显示, 当地滞后 1

期的人均实际 GDP每提升 1个百分点,将促进研发支出增长 0. 4658个百分点。这些年中国经济的快速增

长的确为新产品提供了广阔的需求空间,企业也非常有动力去尝试进行一些创新 (哪怕是模仿创新 ), 这点

可以通过每年增长的新产品销售收入上看出端倪。

4.进出口贸易的增加显著地提高当地的研发支出增加,同样与模型的预期一致。表 4的回归结果显示,

进出口贸易额每增加 1个百分点, 将促进研发支出增加 0. 1883个百分点。这个结果说明, 对外贸易的确起

着一种技术传递介质的作用,相关学者的实证研究也表明进出口贸易对于中国的技术进步起着重要的作用,

当然这些技术进步的获得也需要内资企业投入相应的研发资金。由表 6也可以看出,进出口贸易的提高也

促进了研发支出比例的提高。含有年份虚拟变量的系统 GMM估计的回归结果显示, 进出口贸易每增加 1

个百分点,可以显著地促进研发支出比例上升 0. 000249个百分点。虽然这个影响数值看起来比较小, 似乎

经济显著性并不明显。但样本资料告诉我们, 2001- 2007年全国平均的研发支出比例仅为 1. 058个百分

点, 最高的北京市才达到 6个百分点,而最低的海南仅为 0. 156个百分点。

5.当地外商直接投资存量的增加显著地提高了该地区的研发支出。表 4的回归结果与模型预期一致,

外商直接投资存量每增加 1个百分点, 将促进当地研发支出增加 0. 167个百分点。外商投资所带来的先进

技术以及竞争效应诱使内资企业进行模仿创新, 本文的实证结果很好地说明了这一点。表 6的结果显示,前

95

¹

º

例如中国税务总局发布的5企业研究开发费用税前扣除管理办法6规定, 研发费用允许加计 50%于税前扣除 ,研发费用

形成无形资产的,加计 50%在税前扣除。在5关于加强和改善对高新技术企业保险服务有关问题的通知6中,国家还采取科技

保险的政策对高科技行业进行扶持, 其保费支出纳入企业技术开发费用,享受国家规定的优惠政策。

由于是对数线性模型,故知识产权保护水平对研发支出影响的计算公式为 100 @ [ - ( e0. 2605 - 1) ]。



期外商投资存量的提高同样促进了研发支出比例的提高, 回归结果显示前期的外商投资存量每提升 1个百

分点将影响当期的研发支出比例上升 0. 000456个百分点。

6.统计结果显示,教育水平对研发支出的影响系数为负值, 但在统计上不显著。表 4和表 5的所有一阶

差分和系统 GMM估计结果都表明:教育水平对研发支出的影响系数基本都为负, 且部分回归结果在统计上

不显著。同样地,表 6和表 7的结果也显示, 教育水平提高对研发支出比例的影响在统计上并不显著, 而且

系数大多为负值。随着国家科教兴国战略的实施,高校的大量扩招, 大专以上人口比重不断增加,我国的人

力资源素质越来越高。但可惜的是这些高素质的人力资本并不能为模仿创新所吸纳,模仿创新可能需要更

多的价格低廉的熟练劳动力。这也为我国大学生就业难提供了一个理论视角, 即由于我国企业自主创新研

发太少而无法吸纳这些高学历的人口就业。

根据以上分析,我们发现,一旦知识产权实际保护水平导致模仿企业的生产成本低于自主创新企业,则

模仿创新企业就有强大的动机。由于中国已经是世界上重要的经济体,其国内市场巨大,这些模仿产品在国

内市场的销售空间自然也大,而且企业可以实现内部规模经济。垄断利润的存在将吸引大量的模仿企业进

入该市场,最终导致国内市场饱和。此刻,要消化这些产能必须依靠国外市场, 特别是购买力强大的发达国

家市场。但由于这些产品本身有 /先天缺陷 0,出口后遭到发达国家知识产权贸易壁垒的围追堵截, 造成巨

大的损失。但只要世界的技术进步不停止, 企业总能找到新的模仿点, 从而进入下一轮的模仿循环。这样,

现有的知识产权制度安排与 /大国市场陷阱 0结合将使得我国的研发被长期锁定在模仿创新模式上。

五、结论与启示

本文利用动态面板数据常用的一阶差分和系统 GMM估计方法,有效地克服了引入滞后 1期被解释变

量可能导致的内生性问题。利用研发支出和研发支出比例作为被解释变量,发现各变量的符号相同,说明模

型的稳健性良好。实证研究表明, 中国目前的研发支出主要是模仿创新导向型的, 而且在大国市场效应作用

下, 伴随着中国对外开放的进一步深化和外资存量的持续增加, 这种创新模式有可能得到进一步强化, 并可

能使中国长期锁定在模仿创新模式中。当然,知识产权制度安排有它背后的逻辑机制, 所以我们不能说这种

安排本身不合理;必须承认, 这种安排在改革开放伊始有效地降低了本土企业的技术创新成本,尽管是模仿

创新,其对于本土企业技术水平的提升还是起着重要的作用。但不断加入的模仿企业必然使得本国市场出

现饱和,此时必须依靠外部市场才能消化这些产品;一旦出口到国外, 本国模仿创新企业将面临着 /专利密

丛0和严峻的知识产权壁垒。因此,中国应当也必须寻求自主创新, 这不仅仅是中国的问题, 也是全世界所

有发展中国家面临的共同难题。

根据本文的实证结果,我们认为,中国要实现由模仿创新向自主创新的转变, 可能不能简单地通过加强

实际知识产权保护这种知识产权制度重新安排的办法来解决。因为,这样会导致两个结果:其一,内资企业

的模仿创新研发将受到极大影响, 而现有的激励制度安排可能不足以刺激企业的自主研发。其二,由于中国

已经完全融入国际化,实际知识产权保护的加强会使拥有自主知识产权的外资企业的垄断力量增强,技术外

溢的可能性降低,更有利于其垄断利润的获取;更可怕的是, 跨国公司会利用知识产权制度安排来限制中国

内资企业的自主研发。因此,需要在加强实际知识产权保护的同时, 对于知识产权可能导致的垄断问题保持

高度关注,而后者则是我们明显薄弱的环节。知识产权反垄断必须要先行,与加强实际知识产权保护一起促

进我国的创新从模仿创新向自主创新转变。

在大力提倡自主创新实现经济转型的今天, 如何破解中国目前的模仿创新锁定现象已是当务之急。后

续的研究方向将沿着下面的路线展开: 其一,建立一个完整的理论模型将自主创新、模仿创新、名义知识产权

保护、实际知识产权保护、开放因素等纳入, 找出后进国家从模仿创新向自主创新转变的临界点及条件。其

二, 从后进国家特别是新兴工业化国家技术创新历史中找出模仿创新向自主创新突破的关键因素,以检验理

论模型的有效性,并供我国决策部门参考。
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Real Intellectual Property, Im itative Innovation and Independent Innovation

D ai Zhongq iang

( F inance and E conom ics College o f JimeiUn iversity)

Abstract: Ex isting literatures and statistical da ta can. t e ffectiv ely d istingu ish that R& D spending in Ch ina is o f im itativ e innovation

pa ttern o r o f independen t innovation pa ttern. U sing the prov inc ia l pane l data and the leve l of real intellectua l property pro tection, our

research indicates tha tm ost of curren t R&D expenditures in China are im itative innovation. Th is paper shows that property protection

decreases rem arkab ly tota l R& D and the increase o f FD I sto ck promo tes our country. s R&D. But the level o f education has no im pact

on R& D. F rom the above, M oreover, under the b ig m arket e ffect, a long w ith the enhancement o f China. s opening level and the

increase of FD I stock, th is innovative pa ttern is likely to be locked - in. Accord ingly, in o rder to break the lock - in o f im ita tive

innovation pa ttern, and to u ltim a tely bring about a span from im itative innovation pa ttern to independent innovation pa ttern, we shou ld

strengthen the leve l o f rea l intellec tua l property pro tection and focus on bu ilding a system of in tellectual property antitrust.

KeyW ords: Intellectual Property; Im itative Innova tion; Independent Innovation; Research and Deve lopm ent; L ock- in
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